
10nmクラス超微粒子計測技術開発と調査
- 最先端半導体製造装置開発のために –

Investigation of measurement techniques for detecting nanoparticles
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最先端の半導体製造装置開発等に必要な、10nmクラスの超微粒子汚染を
検出するための、極限的な微小・微量粒子計測システム開発の可能性探索
・オンライン、又は、オフライン計測法の探索
・標準粒子分散基板を利用した計測限界の検証

各機関がもつ既存の要素技術について、極限微量分析の可能性を探索

粒子捕集技術

ナノ世代の半導体製造機器の超微粒子汚染計測課題

３Ⅾ形状

11


